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摘要(译)

本发明提供一种有机发光显示器件阴极隔离柱的加工方法，采用微转移
图案化的方法在正性光刻胶薄膜上形成聚合物薄膜图案，然后以该聚合
物薄膜选择性吸附催化剂后进行化学镀金属以形成金属薄膜。最后以金
属薄膜作为掩模对下层正性光刻胶薄膜进行选择性紫外曝光并溶解除
去。紫外光在掩模图形边缘的衍射可以造成非曝光区域边缘的部分曝
光，使剩余的光刻胶薄膜可以和上层的金属薄膜共同组成具有T型截面的
结构，该结构可以作为有机发光显示中阴极的隔离柱。由于层叠结构T型
截面的隔离柱上层金属薄膜不受紫外曝光和显影的影响，因此对正性光
刻胶的曝光剂量和显影时间超过最佳条件的情况下仍然得到与掩模板尺
寸相符的目标层图案。
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